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摘要(译)

掩模包括基板，该基板包括前侧和后侧，并且设置有通孔;和调整基板形
状的膜，所述基板的形状设置在基板的正面和背面中的至少一个上方。
制造掩模的方法包括以下步骤：提供具有正面和背面的基板;形成在基板
的正面和背面中的至少一个上方调整基板形状的膜;并在基板上钻通孔。
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